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１．概要（Summary） 

インプリント技術は低コストで大量生産に適した表面

加工技術として研究されている。これまで私たちはイン

プリント技術を利用して、ナノメートルスケールの微細

加工を行ってきた。インプリントによるナノスケールの

構造作製のためには電子線描画を用いたモールド作製が

好適に利用できる。これに対しマイクロメートルスケー

ルのモールド作製にはフォトリソグラフィが好適である。

本課題では、マイクロメートルの構造を持つモールドを

作製した。まず直接レーザー描画によりフォトマスクを

作製し、紫外線露光によりマスクの構造を Cr メッキ基

板上に塗布したレジストに転写し、NLD により Cr をド

ライエッチングすることで Cr のマイクロスケール構造

作製に成功した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

直接レーザー描画装置、ドライエッチング装置、超高分

解能電界放出型走査電子顕微鏡（SEM）、磁気中性

線放電ドライエッチング装置(NLD), 、紫外線露光

装置、触針式段差計 

【実験方法】 

直接レーザー描画とウェットエッチングにより CAD

により設計した構造を持つフォトマスクを作製した。紫

外線露光によりマスクの構造を Cr メッキ基板上に塗布

したレジストに転写し、NLD により Cr をドライエッチ

ングすることでCrのマイクロスケール構造を作製した。

得られたサンプルに対し SEM による形状の観察と触針

式段差計による構造深さ測定を行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

レジスト現像後の試料の SEM 写真を Fig. 1(top)に示

す。紫外線露光によりマスクの構造が精度よくレジスト

に転写されていることがわかる。NLD 処理後の試料の

SEM 像を Fig. 1(bottom)に示す。NLD によりレジスト

の形状を反映して Cr がエッチングされていることが分

かった。以上のように本課題ではインプリントのモール

ドとして利用できる Cr のマイクロスケールの構造を精

度よく作製する手法を確立した。 

 

 

Fig. 1: (top) SEM image of the resist after the 
development. (bottom) SEM image of the Cr layer 
after the NLD process. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

 特になし。 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

 なし。 

６．関連特許（Patent） 

 なし。 
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